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［様式６］ 

サブテーマ名：高輝度光ビームによる薄膜形成技術に関する研究 

  小テーマ名：YAG高調波レーザを用いるIT用高分子材料表面改質の研究および次世代型アンテナの

試作 

 

サブテーマリーダー（所属、役職、氏名）福井工業高等専門学校、教授、太田泰雄 

 研究従事者（所属、役職、氏名）福井県工業技術センター、主任研究員、宮﨑孝司 

                福井県工業技術センター、研究員、青柳裕治 

 

研究の概要、新規性及び目標 

 

  ①研究の概要 

 高周波に耐えられる次世代型平面アンテナの開発を目的に，YAG高調波レーザを高分子材料に

照射することにより得られる親水性，化学組成等を調査し機能性評価を行う。 

  ②研究の独自性・新規性 

   小型，低コスト，取り扱い易い266nmのYAG第4高調波レーザを用いて，危険性が高く，ランニ

ングコストの高いエキシマレーザ（193nm）と，同等の高分子材料の表面改質技術を確立するこ

と。 

  ③研究の目標（フェーズ毎に数値目標等をあげ、具体的に） 

フェーズⅠ：1.紫外光レーザ照射による高分子材料の表面改質実験。 

      2.YAG第4高調波レーザ光による高分子材料の表面改質実験と改質プロセスの解明。 

      3.YAG高調波レーザによる金属薄膜形成技術の確立。 

フェーズⅡ：－ 

フェーズⅢ：研究成果の実用化を目指す。 

 

研究の進め方及び進捗状況（目標と対比して） 

 

フェーズⅠ：発振波長266nmのYAG高調波レーザ光（Spectra Physics社製LAB-190-10）を各種高分子

材料（PP,PET,PTFE）に直接照射，或いは反応促進剤を併用した照射を行うことにより得られる材料

の親水性，化学組成等を調査し機能性評価を行う。 

フェーズⅡ：－ 

フェーズⅢ：研究成果の実用化を目的として、これまで得られた研究成果をベースに残された研究

課題の解決を図る。 

主な成果 

 

  具体的な成果内容： 

 

   特許件数：０          論文数：０        口頭発表件数：１ 

研究成果に関する評価 

 

  １ 国内外における水準との対比 

   国内外におけるYAG第4高調波レーザによる同様の研究文献は現段階では見つかっていない。

  ２ 実用化に向けた波及効果 

   ・技術指導企業 15社 

・学会・研究会等での発表 8回 

・備品使用  

     高分子改質用高調波レーザシステム 4社 

     高分子改質用エキシマレーザシステム 5社 

 

残された課題と対応方針について 

 

 エキシマレーザとYAGレーザと照射条件（照射エネルギー：光子数など）を合わせた実験を行い，

YAGレーザとエキシマレーザとの結果について比較検討する。 

 表面改質領域の制御（液膜厚，エネルギなど）により金属薄膜形成技術を確立し，アンテナ用基

板の開発を行う。 
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ＪＳＴ負担分（千円） 地域負担分（千円）  
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合 計

人件費 0 129 133 0 0 0 262 0 8,865 8,851 0 0 0 17,716 17,978

設備費 0 0 0 0 0 0 0 0 11,393 21,000 0 0 0 32,393 32,393

その他研究費

（消耗品費、

材料費等） 

0 0 0 0 0 0 0 0 2,938 2,974 0 0 0 5,912 5,912

旅費 0 52 47 0 0 0 99 0 272 336 0 0 0 608 707

その他 0 6 96 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 102

小  計 0 187 276 0 0 0 463 0 23,468 33,161 0 0 0 56,629 57,092

代表的な設備名と仕様［既存（事業開始前）の設備含む］ 

  ＪＳＴ負担による設備：なし 

  地域負担による設備： 

高分子改質用高調波レーザシステム，高分子改質用エキシマレーザシステム  

※複数の研究課題に共通した経費については按分する 

 

 


